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本发明涉及一种改性纳米碳酸钙粉末制备

湿法研磨加工工艺，采用了一种碳酸钙粉末制备

装置，包括底部机架、制备箱、搅拌机构、粉碎研

磨机构以及收集框，本发明可以解决以下难题：a

传统的改性纳米碳酸钙粉末在制备过程中大多

数是用原料直接粉碎研磨得到，少数是用湿法制

得的，生产制备过程中易产生粉尘会造成环境的

污染，同时原料直接进行研磨，颗粒物之间的直

径大小较不均匀，影响改性纳米碳酸钙粉末的品

质，b由于碳酸钙原料是不溶于水的，当用湿法制

备改性纳米碳酸钙粉末时，碳酸钙与水混合后的

浆料随时会产生沉淀，传统的湿法对碳酸钙粉末

进行研磨时，不能对浆料随时进行搅拌，影响浆

料后续的研磨制备。
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1.一种改性纳米碳酸钙粉末制备湿法研磨加工工艺，该种改性纳米碳酸钙粉末制备湿

法研磨加工工艺采用了一种碳酸钙粉末制备装置，该碳酸钙粉末制备装置包括底部机架

(1)、制备箱(2)、搅拌机构(3)、粉碎研磨机构(4)以及收集框(5)，其特征在于：所述的底部

机架(1)上端面安装有制备箱(2)，制备箱(2)上端面开设有进口，制备箱(2)右端面下侧开

设有出口，制备箱(2)上端面位于进口处安装有搅拌机构(3)，制备箱(2)内部安装有粉碎研

磨机构(4)，且粉碎研磨机构(4)左侧位于进口正下方，制备箱(2)下端面位于粉碎研磨机构

(4)右侧正下方的位置安装有收集框(5)；其中：

所述的搅拌机构(3)包括搅拌箱(31)、转动电机(32)、搅拌辊(33)、连接架(34)、搅拌滤

网(35)、加热条(36)、清扫架(37)以及清扫海绵(38)，其中所述的搅拌箱(31)安装在制备箱

(2)上端面，搅拌箱(31)上端面右侧开设有进料口，搅拌箱(31)下端面位于进口的正上方开

设有出料口，转动电机(32)通过电机座安装有搅拌箱(31)内部上端面，搅拌辊(33)设置在

搅拌箱(31)内部，搅拌辊(33)一端通过法兰盘安装在转动电机(32)输出轴下端面，搅拌辊

(33)另一端通过轴承安装在搅拌箱(31)下端面，搅拌辊(33)圆周面上沿其轴线方向周向均

匀设置有多组连接架(34)，每组连接架(34)之间安装有搅拌滤网(35)，且加热条(36)安装

在每组连接架(34)之间，搅拌辊(33)下端面左右对称安装有清扫架(37)，清扫架(37)下端

面安装有清扫海绵(38)，且清扫海绵(38)下端面贴靠在搅拌箱(31)内部下端面；

所述的粉碎研磨机构(4)包括研磨机架(41)、支撑架(42)、粉碎电机(43)、转动辊(44)、

限流板(45)、一号研磨辊(46)、研磨支链(47)、一号带轮(48)以及一号皮带(49)，其中所述

的研磨机架(41)自左向右倾斜向下安装在制备箱(2)内部，制备箱(2)内部下端面位于研磨

机架(41)的正下方安装有支撑架(42)，支撑架(42)上端面通过电机座安装有粉碎电机

(43)，粉碎电机(43)输出轴通过法兰盘安装有转动辊(44)，研磨机架(41)内部开设有一号

凹槽，一号凹槽内部自左向右通过轴承安装有多组一号研磨辊(46)，一号凹槽位于一号研

磨辊(46)的右侧安装有限流板(45)，一号凹槽内部位于限流板(45)的右侧安装有研磨支链

(47)，一号带轮(48)分别安装在一号研磨辊(46)与转动辊(44)上，一号皮带(49)安装在一

号带轮(48)上，转动辊(44)与一号研磨辊(46)之间通过一号带轮(48)与一号皮带(49)相互

配合转动连接；

采用上述碳酸钙粉末制备装置对碳酸钙粉末制备湿法研磨加工的工艺，包括以下步

骤：

第一步、装置清理：通过人工对上述装置内部的杂质进行清理；

第二步、原料搅拌：将碳酸钙与水混合后的浆料放进搅拌机构(3)进行搅拌处理；

第三步、研磨处理：经过搅拌处理的浆料进入制备箱(2)内部，粉碎研磨机构(4)启动对

浆料进行研磨处理；

第四步、收集处理：将研磨改性处理后的浆料进行收集处理，以备下一步制备使用。

2.根据权利要求1所述的一种改性纳米碳酸钙粉末制备湿法研磨加工工艺，其特征在

于：所述的研磨支链(47)包括二号带轮(471)、二号皮带(472)、调节带轮(473)、转轴(474)、

移动块(475)、限位螺栓(476)、二号研磨辊(477)以及伸缩组件(478)，其中所述的二号带轮

(471)安装在转动辊(44)上，二号研磨辊(477)通过轴承安装在一号凹槽内部，二号研磨辊

(477)后端面开设有矩形槽，移动块(475)滑动设置在矩形槽内部，转轴(474)固定安装在移

动块(475)后端面，调节带轮(473)安装在转轴(474)后端面，调节带轮(473)的直径自前往
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后依次增大，二号皮带(472)一端安装在带轮上，二号皮带(472)另一端安装在调节带轮

(473)上，移动块(475)上开设有限位螺纹孔，二号研磨辊(477)位于限位螺纹孔正上方自前

向后均匀开设有多组螺纹通孔，限位螺栓(476)通过螺纹通孔转动安装在限位螺纹孔内部，

伸缩组件(478)安装在支撑架(42)上，且伸缩组件(478)一端贴靠在二号皮带(472)上。

3.根据权利要求1所述的一种改性纳米碳酸钙粉末制备湿法研磨加工工艺，其特征在

于：所述的限流板(45)包括伸缩气缸(451)、限流机架(452)以及限流竖板(453)，其中所述

的限流机架(452)安装在一号凹槽内部，限流机架(452)内部开设有二号凹槽，限流竖板

(453)滑动设置在二号凹槽内部，伸缩气缸(451)通过气缸座安装在制备箱(2)内部上端面，

伸缩气缸(451)驱动轴下端面与限流竖板(453)相连接，限流机架(452)位于一号凹槽的部

分自上而下均匀开设有限流槽，限流竖板(453)下方自上而下均匀设置有多组引流槽，且引

流槽与限流槽相互配合。

4.根据权利要求1所述的一种改性纳米碳酸钙粉末制备湿法研磨加工工艺，其特征在

于：所述的出料口处安装有限流滤网，制备箱(2)左端面上方开设有除杂口，制备箱(2)内部

位于进口的下方安装有滤板，滤板一端设置在进口正下方，滤板另一端穿过除杂口设置在

制备箱(2)外部，制备箱(2)左端面位于除杂口的下方安装有杂物框。

5.根据权利要求2所述的一种改性纳米碳酸钙粉末制备湿法研磨加工工艺，其特征在

于：所述的伸缩组件(478)包括伸缩弹簧杆(4781)、固定块(4782)、转动轴(4783)以及三号

带轮(4784)，其中所述的伸缩弹簧杆(4781)前后对称安装在支撑架(42)上，伸缩弹簧杆

(4781)上端安装有固定块(4782)，固定块(4782)之间通过轴承安装有转动轴(4783)，转动

轴(4783)上安装有三号带轮(4784)，且三号带轮(4784)贴靠在二号皮带(472)上。

6.根据权利要求1所述的一种改性纳米碳酸钙粉末制备湿法研磨加工工艺，其特征在

于：所述的研磨机架(41)右侧安装有导流板，且导流板下端设置在收集框(5)内部。
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一种改性纳米碳酸钙粉末制备湿法研磨加工工艺

技术领域

[0001] 本发明涉及改性纳米碳酸钙粉末制备领域，特别涉及一种改性纳米碳酸钙粉末制

备湿法研磨加工工艺。

背景技术

[0002] 改性纳米碳酸钙又称超微细碳酸钙，即超细碳酸钙其应用最成熟的行业是塑料工

业主要应用于高档塑料制品，可改善塑料母料的流变性，提高其成型性，用作塑料填料具有

增韧补强的作用，提高塑料的弯曲强度和弯曲弹性模量，热变形温度和尺寸稳定性，同时还

赋予塑料滞热性，常用于油墨产品中体现出了优异的分散性和透明性和极好的光泽、及优

异的油墨吸收性和高干燥性。纳米碳酸钙在树脂型油墨中作油墨填料，具有稳定性好，光泽

度高，不影响印刷油墨的干燥性能.适应性强等优点；改性纳米碳酸钙粉末通常是将改性纳

米碳酸钙进行研磨制得，广泛用于工业生产中。

[0003] 目前，改性纳米碳酸钙粉末在制备过程中存在的以下难题：a传统的改性纳米碳酸

钙粉末在制备过程中大多数是用原料直接粉碎研磨得到，少数是用湿法制得的，生产制备

过程中易产生粉尘会造成环境的污染，同时原料直接进行研磨，颗粒物之间的直径大小较

不均匀，影响改性纳米碳酸钙粉末的品质，b由于碳酸钙原料是不溶于水的，当用湿法制备

改性纳米碳酸钙粉末时，碳酸钙与水混合后的浆料随时会产生沉淀，传统的湿法对碳酸钙

粉末进行研磨时，不能对浆料随时进行搅拌，导致浆料内部的碳酸钙粉末会发生沉底现象，

影响浆料后续的研磨制备。

发明内容

[0004] (一)要解决的技术问题

[0005] 本发明提供了一种改性纳米碳酸钙粉末制备湿法研磨加工工艺，可以解决改性纳

米碳酸钙粉末在制备过程中存在的以下难题：a传统的改性纳米碳酸钙粉末在制备过程中

大多数是用原料直接粉碎研磨得到，少数是用湿法制得的，生产制备过程中易产生粉尘会

造成环境的污染，同时原料直接进行研磨，颗粒物之间的直径大小较不均匀，影响改性纳米

碳酸钙粉末的品质，b由于碳酸钙原料是不溶于水的，当用湿法制备改性纳米碳酸钙粉末

时，碳酸钙与水混合后的浆料随时会产生沉淀，传统的湿法对碳酸钙粉末进行研磨时，不能

对浆料随时进行搅拌，导致浆料内部的碳酸钙粉末会发生沉底现象，影响浆料后续的研磨

制备。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为了实现上述目的，本发明采用以下技术方案：一种改性纳米碳酸钙粉末制备湿

法研磨加工工艺，该种改性纳米碳酸钙粉末制备湿法研磨加工工艺采用了一种碳酸钙粉末

制备装置，该碳酸钙粉末制备装置包括底部机架、制备箱、搅拌机构、粉碎研磨机构以及收

集框，所述的底部机架上端面安装有制备箱，制备箱上端面开设有进口，制备箱右端面下侧

开设有出口，制备箱上端面位于进口处安装有搅拌机构，制备箱内部安装有粉碎研磨机构，
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且粉碎研磨机构左侧位于进口正下方，制备箱下端面位于粉碎研磨机构右侧正下方的位置

安装有收集框。

[0008] 所述的搅拌机构包括搅拌箱、转动电机、搅拌辊、连接架、搅拌滤网、加热条、清扫

架以及清扫海绵，其中所述的搅拌箱安装在制备箱上端面，搅拌箱上端面右侧开设有进料

口，搅拌箱下端面位于进口的正上方开设有出料口，转动电机通过电机座安装有搅拌箱内

部上端面，搅拌辊设置在搅拌箱内部，搅拌辊一端通过法兰盘安装在转动电机输出轴下端

面，搅拌辊另一端通过轴承安装在搅拌箱下端面，搅拌辊圆周面上沿其轴线方向周向均匀

设置有多组连接架，每组连接架之间安装有搅拌滤网，且加热条安装在每组连接架之间，搅

拌辊下端面左右对称安装有清扫架，清扫架下端面安装有清扫海绵，且清扫海绵下端面贴

靠在搅拌箱内部下端面。

[0009] 所述的粉碎研磨机构包括研磨机架、支撑架、粉碎电机、转动辊、限流板、一号研磨

辊、研磨支链、一号带轮以及一号皮带，其中所述的研磨机架自左向右倾斜向下安装在制备

箱内部，制备箱内部下端面位于研磨机架的正下方安装有支撑架，支撑架上端面通过电机

座安装有粉碎电机，粉碎电机输出轴通过法兰盘安装有转动辊，研磨机架内部开设有一号

凹槽，一号凹槽内部自左向右通过轴承安装有多组一号研磨辊，一号凹槽位于一号研磨辊

的右侧安装有限流板，一号凹槽内部位于限流板的右侧安装有研磨支链，一号带轮分别安

装在一号研磨辊与转动辊上，一号皮带安装在一号带轮上，转动辊与一号研磨辊之间通过

一号带轮与一号皮带相互配合转动连接。

[0010] 采用上述碳酸钙粉末制备装置对碳酸钙粉末制备湿法研磨加工的工艺，包括以下

步骤：

[0011] 第一步、装置清理：通过人工对上述装置内部的杂质进行清理；

[0012] 第二步、原料搅拌：将碳酸钙与水混合后的浆料放进搅拌机构进行搅拌处理；

[0013] 第三步、研磨处理：经过搅拌处理的浆料进入制备箱内部，粉碎研磨机构启动对浆

料进行研磨处理；

[0014] 第四步、收集处理：将研磨改性处理后的浆料进行收集处理，以备下一步制备使

用。

[0015] 优选的，所述的研磨支链包括二号带轮、二号皮带、调节带轮、转轴、移动块、限位

螺栓、二号研磨辊以及伸缩组件，其中所述的二号带轮安装在转动辊上，二号研磨辊通过轴

承安装在一号凹槽内部，二号研磨辊后端面开设有矩形槽，移动块滑动设置在矩形槽内部，

转轴固定安装在移动块后端面，调节带轮安装在转轴后端面，调节带轮的直径自前往后依

次增大，二号皮带一端安装在带轮上，二号皮带另一端安装在调节带轮上，移动块上开设有

限位螺纹孔，二号研磨辊位于限位螺纹孔正上方自前向后均匀开设有多组螺纹通孔，限位

螺栓通过螺纹通孔转动安装在限位螺纹孔内部，伸缩组件安装在支撑架上，且伸缩组件一

端贴靠在二号皮带上。

[0016] 优选的，所述的限流板包括伸缩气缸、限流机架以及限流竖板，其中所述的限流机

架安装在一号凹槽内部，限流机架内部开设有二号凹槽，限流竖板滑动设置在二号凹槽内

部，伸缩气缸通过气缸座安装在制备箱内部上端面，伸缩气缸驱动轴下端面与限流竖板相

连接，限流机架位于一号凹槽的部分自上而下均匀开设有限流槽，限流竖板下方自上而下

均匀设置有多组引流槽，且引流槽与限流槽相互配合。

说　明　书 2/5 页

5

CN 113045910 A

5



[0017] 优选的，所述的出料口处安装有限流滤网，制备箱左端面上方开设有除杂口，制备

箱内部位于进口的下方安装有滤板，滤板一端设置在进口正下方，滤板另一端穿过除杂口

设置在制备箱外部，制备箱左端面位于除杂口的下方安装有杂物框。

[0018] 优选的，所述的伸缩组件包括伸缩弹簧杆、固定块、转动轴以及三号带轮，其中所

述的伸缩弹簧杆前后对称安装在支撑架上，伸缩弹簧杆上端安装有固定块，固定块之间通

过轴承安装有转动轴，转动轴上安装有三号带轮，且三号带轮贴靠在二号皮带上。

[0019] 优选的，所述的研磨机架右侧安装有导流板，且导流板下端设置在收集框内部。

[0020] (三)有益效果

[0021] 1.本发明提供了一种改性纳米碳酸钙粉末制备湿法研磨加工工艺，可以解决改性

纳米碳酸钙粉末在制备过程中存在的以下难题：a传统的改性纳米碳酸钙粉末在制备过程

中大多数是用原料直接粉碎研磨得到，少数是用湿法制得的，生产制备过程中易产生粉尘

会造成环境的污染，同时原料直接进行研磨，颗粒物之间的直径大小较不均匀，影响改性纳

米碳酸钙粉末的品质，b由于碳酸钙原料是不溶于水的，当用湿法制备改性纳米碳酸钙粉末

时，碳酸钙与水混合后的浆料随时会产生沉淀，传统的湿法对碳酸钙粉末进行研磨时，不能

对浆料随时进行搅拌，导致浆料内部的碳酸钙粉末会发生沉底现象，影响浆料后续的研磨

制备。

[0022] 2.本发明设计的粉碎研磨机构中，通过一号研磨辊与研磨支链相互配合可以对浆

料进行分级研磨，使得浆料内部的碳酸钙粉末研磨的更加充分，研磨之前用水与碳酸钙粉

末进行混合，避免干法研磨过程中存在粉尘较大等问题，浆料在研磨过程中研磨面积增大，

研磨效果更佳。

[0023] 3.本发明设计的搅拌机构中，连接架通过与搅拌滤网相互配合可以对混合后的浆

料进行搅拌处理，避免浆料长时间静置会产生沉淀现象，影响浆料后续的研磨效果，其中清

扫架与清扫海绵相互配合可以对搅拌箱内部少许的碳酸钙粉末沉淀进行清扫处理，避免碳

酸钙粉末在搅拌箱内部产生堆积现象。

附图说明

[0024] 下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。

[0025] 图1是本发明工艺流程图；

[0026] 图2是本发明立体结构示意图；

[0027] 图3是本发明制备箱内部安装结构示意图；

[0028] 图4是本发明搅拌机构内部安装结构示意图；

[0029] 图5是本发明研磨支链局部安装结构示意图；

[0030] 图6是本发明图3的A处局部放大图；

[0031] 图7是本发明图3的B处局部放大图；

[0032] 图8是本发明搅拌机构局部立体结构示意图；

[0033] 图9是本发明调节带轮立体结构示意图。

具体实施方式

[0034] 以下结合附图对本发明的实施例进行详细说明，但是本发明可以由权利要求限定
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和覆盖的多种不同方式实施。

[0035] 如图1至图9所示，一种改性纳米碳酸钙粉末制备湿法研磨加工工艺，该种改性纳

米碳酸钙粉末制备湿法研磨加工工艺采用了一种碳酸钙粉末制备装置，该碳酸钙粉末制备

装置包括底部机架1、制备箱2、搅拌机构3、粉碎研磨机构4以及收集框5，所述的底部机架1

上端面安装有制备箱2，制备箱2上端面开设有进口，制备箱2右端面下侧开设有出口，制备

箱2上端面位于进口处安装有搅拌机构3，制备箱2内部安装有粉碎研磨机构4，且粉碎研磨

机构4左侧位于进口正下方，制备箱2下端面位于粉碎研磨机构4右侧正下方的位置安装有

收集框5。

[0036] 所述的搅拌机构3包括搅拌箱31、转动电机32、搅拌辊33、连接架34、搅拌滤网35、

加热条36、清扫架37以及清扫海绵38，其中所述的搅拌箱31安装在制备箱2上端面，搅拌箱

31上端面右侧开设有进料口，搅拌箱31下端面位于进口的正上方开设有出料口，转动电机

32通过电机座安装有搅拌箱31内部上端面，搅拌辊33设置在搅拌箱31内部，搅拌辊33一端

通过法兰盘安装在转动电机32输出轴下端面，搅拌辊33另一端通过轴承安装在搅拌箱31下

端面，搅拌辊33圆周面上沿其轴线方向周向均匀设置有多组连接架34，每组连接架34之间

安装有搅拌滤网35，且加热条36安装在每组连接架34之间，搅拌辊33下端面左右对称安装

有清扫架37，清扫架37下端面安装有清扫海绵38，且清扫海绵38下端面贴靠在搅拌箱31内

部下端面，具体工作时，将混合后的浆料通过进料口倒入搅拌箱31内部，转动电机32启动带

动搅拌辊33转动，搅拌辊33转动过程中通过连接架34带动搅拌滤网35对浆料进行搅拌处

理，避免混合的浆料发生沉淀，其中加热条36的使用可以提高浆料温度，使得碳酸钙粉末与

水的混合更加均匀，不易发生分离现象，清扫架37与清扫海绵38相互配合使得可以对搅拌

箱31底部进行进行清洁处理，避免碳酸钙粉末在搅拌箱31内部发生沉淀。

[0037] 所述的粉碎研磨机构4包括研磨机架41、支撑架42、粉碎电机43、转动辊44、限流板

45、一号研磨辊46、研磨支链47、一号带轮48以及一号皮带49，其中所述的研磨机架41自左

向右倾斜向下安装在制备箱2内部，制备箱2内部下端面位于研磨机架41的正下方安装有支

撑架42，支撑架42上端面通过电机座安装有粉碎电机43，粉碎电机43输出轴通过法兰盘安

装有转动辊44，研磨机架41内部开设有一号凹槽，一号凹槽内部自左向右通过轴承安装有

多组一号研磨辊46，一号凹槽位于一号研磨辊46的右侧安装有限流板45，一号凹槽内部位

于限流板45的右侧安装有研磨支链47，一号带轮48分别安装在一号研磨辊46与转动辊44

上，一号皮带49安装在一号带轮48上，转动辊44与一号研磨辊46之间通过一号带轮48与一

号皮带49相互配合转动连接，具体工作时，当浆料通过进口掉落在研磨机架41上，粉碎电机

43启动带动转动辊44转动，转动辊44转动过程中通过一号带轮48与一号皮带49相互配合带

动一号研磨辊46转动对浆料进行初次研磨处理，研磨后的浆料通过限流板45继续向下流

动，同时转动辊44带动研磨支链47对研磨后的浆料进行二次研磨处理，一号研磨辊46与研

磨支链47相互配合对浆料进行分级研磨处理，使得浆料研磨更加充分，研磨效果更佳。

[0038] 所述的研磨机架41右侧安装有导流板，且导流板下端设置在收集框5内部，导流板

的设置避免浆料落入造成浆料在收集框5中飞溅，造成环境的污染以及浆料的浪费。

[0039] 所述的限流板45包括伸缩气缸451、限流机架452以及限流竖板453，其中所述的限

流机架452安装在一号凹槽内部，限流机架452内部开设有二号凹槽，限流竖板453滑动设置

在二号凹槽内部，伸缩气缸451通过气缸座安装在制备箱2内部上端面，伸缩气缸451驱动轴
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下端面与限流竖板453相连接，限流机架452位于一号凹槽的部分自上而下均匀开设有限流

槽，限流竖板453下方自上而下均匀设置有多组引流槽，且引流槽与限流槽相互配合，具体

工作时，根据浆料的稀释程度，伸缩气缸451启动带动县里竖板移动，限流竖板453移动过程

中通过引流槽与限流槽相互配合可以调节浆料流量大小，避免浆料流动过快导致二号研磨

辊477研磨不充分，影响浆料的研磨效果。

[0040] 所述的研磨支链47包括二号带轮471、二号皮带472、调节带轮473、转轴474、移动

块475、限位螺栓476、二号研磨辊477以及伸缩组件478，其中所述的二号带轮471安装在转

动辊44上，二号研磨辊477通过轴承安装在一号凹槽内部，二号研磨辊477后端面开设有矩

形槽，移动块475滑动设置在矩形槽内部，转轴474固定安装在移动块475后端面，调节带轮

473安装在转轴474后端面，调节带轮473的直径自前往后依次增大，二号皮带472一端安装

在带轮上，二号皮带472另一端安装在调节带轮473上，移动块475上开设有限位螺纹孔，二

号研磨辊477位于限位螺纹孔正上方自前向后均匀开设有多组螺纹通孔，限位螺栓476通过

螺纹通孔转动安装在限位螺纹孔内部，伸缩组件478安装在支撑架42上，且伸缩组件478一

端贴靠在二号皮带472上，具体工作时，根据浆料流量大小，调节移动块475的相对位置，通

过限位螺栓476将移动块475与二号研磨辊477固定锁紧，转动辊44转动过程中通过二号带

轮471与二号皮带472相互配合带动调节带轮473在转轴474上转动，调节带轮473转动过程

中带动二号研磨辊477对浆料进行二次研磨处理，使得浆料的研磨效果更佳，其中调节带轮

473直径不同可以带动二号研磨辊477获得不同转速，使得研磨效果更佳，其中伸缩组件478

的使用可以调节二号皮带472的使用长度，避免二号皮带472在调节带轮473上发生打滑现

象，影响二号研磨辊477对浆料的二次研磨处理。

[0041] 所述的伸缩组件478包括伸缩弹簧杆4781、固定块4782、转动轴4783以及三号带轮

4784，其中所述的伸缩弹簧杆4781前后对称安装在支撑架42上，伸缩弹簧杆4781上端安装

有固定块4782，固定块4782之间通过轴承安装有转动轴4783，转动轴4783上安装有三号带

轮4784，且三号带轮4784贴靠在二号皮带472上，三号带轮4784与转动轴4783相互配合对二

号皮带472起导向传动作用，伸缩弹簧杆4781与固定块4782相互配合通过三号带轮4784可

以对二号皮带472进行张紧，使得二号皮带472不会发生相对滑动，影响二号研磨辊477的研

磨效果。

[0042] 采用上述碳酸钙粉末制备装置对碳酸钙粉末制备湿法研磨加工的工艺，包括以下

步骤：

[0043] 第一步、装置清理：通过人工对上述装置内部的杂质进行清理；

[0044] 第二步、原料搅拌：将碳酸钙与水混合后的浆料放进搅拌机构3进行搅拌处理；

[0045] 第三步、研磨处理：经过搅拌处理的浆料进入制备箱2内部，粉碎研磨机构4启动对

浆料进行研磨处理；

[0046] 第四步、收集处理：将研磨改性处理后的浆料进行收集处理，以备下一步制备使

用。

[0047] 以上所述仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，对于本领域的技

术人员来说，本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修

改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。
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